® Int CL. 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



B 01 d ? 51/00 



Deutsche KL: 36 d, 1/40 



® 
® 



Offenlegungsschrift 2 324 881 



Aktenzeichen: P 23 24 881.9 
Anmeldetag: 17. Mai 1973 

Offenlegungstag: 5. Dezember 1974 



Ausstellungsprioritat: 



® 
® 



Unionsprioritat 

Datum: 

Land: 

Aktenzeichen: 



Bezeichnung: 



Filteranlage zur Entfernung von Bakterien aus der Beliiftungsluft 



® 
© 



Zusatz zu: 2 063 762 

Ausscheidung aus: — 

Anmelder: Dragerwerk AG, 2400 Liibeck 



Vertreter gem. § 16 PatG: 



A Is Erfinder benannt: Antrag auf Nichtnennung 



CO 
00 

CO 

a 



©11.74 409 849/98 5/60 



2324881 



Dragerwerk Akt ienge se 11 s ehaf t 
24 L u b e o k , Molsllnger Allee 53/55 

Pilteranlage zur Entfernung von Bakterlen aus der 

Belttftungsluft 

Zusatzanmeldung zu Patent (Patent anmeldung P 20 63 762,1) 

Das Hauptpatent (Patentanmeldung P 20 63 762. 1 ) be- 

trif ft eine Pil te rvorr i c htung zur Entfernung von Bakterien 
aus der Beluf tungsluf t fur sterile Raume, wie z.B. Opera- 
tionssalen, Fertigungsraumen fur pharmazeutische Produkte 
usw. Gemafi der Erf indung des Hauptpat antes 1st in dera Luft- 
zufuhrungsrohr vor dem Schwebstof filter - in Luf triehtung 
gesehen - ein UV-Strahler angeordnet • Gemafi einer weiteren 
Ausbildung nach dem Hauptpatent kann auch naeh dem Schweb- 
stof filter ein UV-Strahler in dem Llif tungsrohr angeordnet 
sein. Bei der Vorrichtung nach dem Hauptpatent wird mit Ci- 
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cherheit das Auftreten von Bakterien und Viren in der 
Abluft der Filtervorrichtung vermieden. Die auf dem 
Filter abgeschiedenen Bakterien werden durch die UV- 
Bestrahlung abgetStet. Die Sohwebstof filter kSnnen 
wShrend ihrer vollen sogenannten Standzeit in der Pil- 
teranlage verbleiben, wobei unter "Standzeit" eines 
Schwebstof filters die Zeit verstanden wird, wShrend 
der der Wider stand des Schwebstof filters gegen den 
Luftdurchgang uriter einem bestimmten Grenzwert bleibt. 
Auf grand der zunehmenden Abscheidung von Staubteilchen 
nimmt der Luftwiderstand des Schwebstof filters mit der 
Zeit zu. Die Standzeit der Schwebstof filter gemafi dem 
Hauptpatent 1st somit nur durch die zunehmende Ver- 
schmutzung des Filters und den dadurch ansteigenden 
Luftwider stand bedingt. Nach dem Hauptpatent konnen 
fiir die Beltiftung beispielsweise von Krankenhausern 
und sterilen RSumen Schwebstoff ilter mit der gleichen 
Standzeit benutzt werden, wie es in der Technik allge- 
mein Ublich ist. 

Soweit das durch die UV-Strahlung erzeugte Ozon in der 
Abluft stSrend ist, bzw. in den zu beliiftenden Raumeh nicht 
enthalten sein darf , kann gemafi einer weiteren Ausbildung 
des Hauptpatentes auf der Luf taustrittsseite ein Gasfil- 
ter zur Entfernung von Ozon angeordnet sein. Die Anlage 
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kann auch liber lange Zeit betrieben we r den, ohne dafi 
der Ozongehalt in der Luft den zulSssigen MAK-Wert 
Uberschreitet • 

GemaB einer weiteren Ausbildung nach dem Haupt patent 
kann das. Schwebstof filtermaterial aus hydrophobem Glas- 
f aserpapier bestehen. 

Weiterhln ist es gemaB dem Hauptpatent zweckmafiig, dafl 
die St r ahlungs s t ar ke des UV-Strahlers so gewahlt wird, 
dafl die Strahlung zumindest teilweise in das Innere des 
Materials des Schwebstof filters eindringt. 

Das PUllmaterial ftir das Gasfilter kann aus Aktivkohle 
mit Oder ohne Impragnierung, Oxiden von Kupfer, Mangan, 
Chrom, Eisen und anderen Schwerme t alien bestehen. GemaB 
einer anderen Ausbildungsform kann die Ftillung fUr das 
Gasfilter aus Materialien mit groBer aktiver Oberlache, 
wie Silikagel und aktiver Toner de bestehen. Dabei kon- 
nen die vorher genannten Stof fe auch im Zusammenhang mit 
den weiterhln genannten Stof fen einer groBen Oberflache, 
wie z.B. Silikagel, aktive Tonerde od. dgl. , verwendet 
' werden. Diese Stof fe beseitigen das Ozon aus der durch 
das Filter stromenden Luft. 
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Der vorllegenden Erf indung liegt die gleiche Auf gabe 
wle dem Hauptpatent zugruhde, eine Piltervorrichtung 
zu schaf fen, bei der das Auftreten von Bakterien in der 
Abgangsluft nit Sicherheit vermieden wird. Die vorlie- 
gende Erf indung be tr if ft eine weitere Ausbildung des 
Haupt patent es und besteht darin, daB der UV-Strahler 
IKnglich ausgebildet und senkrecht zu den Faltenkan- 
ten der f altenfSrmigen Schwebstof filter angeordnet ist. 

Die erf indungsgem&Be Bauform hat den Vortell, daB die 
gesamte OberflBche des gefalteten Schwebstoff liters un- 
mittelbar von der Bestrahlung des UV-Strahler s getrof- 
f en wird* 

Gem&B einer weiteren Ausbildung der Erf indung kann der 
UV-Strahler lHnger als die quer zur Faltenrichtung ge- 
messene L&nge des Faltenpaketes sein. 

Bei dieser Ausflihrungsf orm sind aile Telle der Oberfla- 
che des Schwebstoffilters dem UV-Strahler zugewandt, so 
daB die gesamte Oberfl&che des Schwebstoffilters unmit- 
telbar von dem UV-Strahler getroffen wird. AuBerdem wird 
eine zeitlich gleichmaBige Bestrahlung der gesamten Fil- 
terflache erreicht. 
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PUr den Fall, daB die Filterflache nicht standig be- 
st rahlt warden muB - zum Abtoten von Keimen geniigt 
oft eine kurze Zeit - kann das Filter rait einer Zeit- 
schaltuhr versehen sein, welche die UV-Strahler zeit- 
weise, z.B. in den Nachtstunden, einschaltet. 

Weitere Einzelheiten der Erf indung sind anhand des 
in der Zeichnung schematised dargestellten Ausfuhrungs 
beispiels erlautert, und zwar zeigen 

Fig. i eine halb perspektivisch teilweise 
aufgebrochene Ansicht einer Filter- 

vorrichtung 

• i ' 

Fig. 2 einen Schnitt in der Ebene A - B 
naoh Fig* 1. 

Das Schwebstof filter 3 besteht aus mehreren Faltenpaketen 
31, deren Faltenkanten 32 in Fig. 1 erkennbar parallel ne 
beneinander liegen. Die Stirnseiten der Filterpakete 31 
sind durch Endschienen 33 abgeschlossen, die durch eine 
VerguBmasse mit den Paketen 31 verbunden sind. Die so ge- 
bildeten Filterpakete31 sind irn rahmenartigen Gehause 34 
zick-zack-formig untergebracht, wie die Fig, 2 zeigt, 

Der zu reinigende Luftstrom strorat in Richtung des Pfeile 
11 und durchdringt das Filtergehause 3^; der "gereinigte 
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Luftstrom 1st rait 12 bezeichnet. 

Die UV-Strahler 4 sind auf der Zuluftseite angeordnet. 
Es kSnnen aber auch UV-Strahler auf der Abgangsseite 
angeordnet sein. Die UV-Strahler 4 sind langlich aus- 
gebildet und sind zwischen den Endschienen 40, 41 ein- 
gesetzt. Wesentlich ist, dafi die Strahlerachse senkrecht 
zu den Faltenkanten 52 verlauft. AuSerdem sind die Strah- 
ler 4 langer ausgebildet als die Hone der Schwebstof fil- 
ter 5, gemessen senkrecht zur Faltenkante 52. Durch die- 
se Bauforra wird erreicht, daS die UV-Strahler in alle 
Falten, auch in die oberste und unterste Palte eindringt. 

Die UV-Strahler sind nicht am Filter oder im Filtergehau- 
se 54 befestigt, sondern in der dargestellten Weise unab- 
hHngig von diesem gehalten.. 



AO 9 8 49/00 98 



mm) 



Patent an sprUche ■ 

PI ltervor r ichtung zur Entf ernung von Bakterien aus 
der BelUf tungsluf t fUr sterile Raume, wie z.B. Ope- 
ratipnssalen, FertigungsrSurnen fur pharmazeutische 
Produkte usw., die mit einem UV-Strahler ausgerustet 
1st, dadurch gekennzeichnet, dafl der UV-Strahler (5 ) 
lKnglich ausgeblldet und senkrecht zu den Faltenkan- 
ten (52) der faltenf ormigen Schwebstof filter (3) an- 
geordnet 1st. 

2) Filtervorrlchtimg nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der UV-Strahler (5 ) langer als die quer 
zur Faltenrichtung gemessene LSnge des Faltenpaketes 
(51) 1st. 

3 ) Filtervorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der UV-Strahler (5) im Stromkreis 
einer Zeitschaltuhr angeschlossen 1st. 
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